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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化学的な製造機器の洗浄に使用するための還流式の洗浄組成物であって、該還流式の洗
浄組成物は、
ａ．ノルマルプロピルアルコール、ジプロピレングリコールメチルエーテル、ジプロピレ
ングリコールジメチルエーテル、乳酸エチル、プロピレングリコール　ｎ－プロピルエー
テル、プロピレングリコールフェニルエーテル、エチレングリコール　ｎ－ブチルエーテ
ル、ジエチレングリコール　ｎ－ブチルエーテル、およびそれらの２つ以上の混合物から
成る群から選択される少なくとも２つの生物分解性の溶媒の配合物、を含み、
ここで、選択された溶媒の蒸気圧は、０．１乃至７．０の範囲であり（ｍｍＨｇ＠２５℃
）、選択された溶媒の蒸気密度は、２．０乃至６．０の範囲であり（空気＝１）、選択さ
れた溶媒の沸点は、１００℃乃至１５０℃の範囲であり、選択された溶媒の比熱（ｊ／ｇ
／℃）は、０．３乃至２．３の範囲であり、および選択された溶媒の蒸発熱（ｊ／ｇ＠Ｂ
Ｐ）は、２５０．０乃至２７０．０の範囲であることを特徴とする還流式の洗浄組成物。
【請求項２】
　アルコールエトキシレート、ＥＯ／ＰＯブロックコポリマー、スルフォナート、リン酸
エステル、アルカノアート、アミンオキシド、アルキルポリグルコシド、ジプロピオナー
ト、またはそれらの混合物から成る群から選択される界面活性剤を更に含むことを特徴と
する、請求項１に記載の還流式の洗浄組成物。
【請求項３】
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　汚れた化学的な製造機器を洗浄するための還流式の洗浄組成物であって、該還流式の洗
浄組成物は、
ａ．プロピレングリコール－ｎ－プロピルエーテル、ジプロピレングリコールメチルエー
テル、ジプロピレングリコールジメチルエーテル、乳酸エチル、プロピレングリコールフ
ェニルエーテル、ジエチレングリコール　ｎ－ブチルエーテル、またはそれらの混合物を
含む、少なくとも２つの生物分解性の溶媒の配合物；
ｂ．スルフォナート、リン酸エステル、アミンオキシド、ＥＯ／ＰＯブロックコポリマー
、アルキルポリグルコシド、アルキルジプロピオナート、またはそれらの混合物である、
界面活性剤；
ｃ．キレート剤；
ｄ．緩衝液；および
ｅ．水を含み、
ここで、選択された溶媒の蒸気圧は、０．１乃至７．０の範囲であり（ｍｍＨｇ＠２５℃
）、選択された溶媒の蒸気密度は、２．０乃至６．０の範囲であり（空気＝１）、選択さ
れた溶媒の沸点は、１００℃乃至１５０℃の範囲であり、選択された溶媒の比熱（ｊ／ｇ
／℃）は、０．３乃至２．３の範囲であり、および選択された溶媒の蒸発熱（ｊ／ｇ＠Ｂ
Ｐ）は、２５０．０乃至２７０．０の範囲であることを特徴とする還流式の洗浄組成物。
【請求項４】
　キレート剤およびアルカノアートの界面活性剤をさらに含むことを特徴とする、請求項
１に記載の還流式の洗浄組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、薬剤を含む、化学薬品製造に関係する洗浄装置に有用な溶剤型洗剤に関する
。より具体的には、本発明は、保存する、取り扱う、および使用するのが安全であるとい
う点で環境に優しい、および還流式の溶媒などの多くの洗浄方法において、および定置洗
浄（ＣＩＰ）、取り外し洗浄（ＣＯＰ）および用手洗浄において使用することができる溶
剤型洗剤に関する。最も具体的には、本発明は、従来の還流式の化学薬品の欠点のない、
効率的で有効な還流式の溶媒を提供する。
【背景技術】
【０００２】
　（Ａｃｔｉｖｅ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔｓ－ＡＰＩを含
む）化学薬品の製造は、一般に、反応器、遠心分離機、容器、タンク、分離カラム、晶析
装置、および関係するチューブおよび配管などの、列車における数片の機器に関係する。
製造後、機器は、続く製品の生産での使用前に洗浄されなければならない。設備列（ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ ｔｒａｉｎ）の洗浄は、付加的な専門の機器および手順を必要とする定
置洗浄（ＣＩＰ）のシステムを使用するよりもむしろ、典型的に、機器、およびその接続
管の全体にわたって溶媒を還流することによって行われる。
【０００３】
　一般に、従来の還流洗浄方法は、反応容器またはタンクに置かれ、その後加熱される、
メタノールまたはアセトンなどの、商品の溶媒（ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ ｓｏｌｖｅｎｔｓ
）を利用する。これらの溶媒は、典型的に、生産プロセスの一部であり、それ故、容易に
入手可能であり、潜在的な汚染物質として導入されている新しい成分ではない。加熱され
た溶媒によって作られた蒸気は、タンクの上の空気に取って代わり、配管を通って次の機
器へと移動する。オーバーヘッド空間には、蒸気を冷却して液体にするために、コンデン
サーが存在する。液体溶媒は、その後、機器および配管から汚れ（ｓｏｉｌ）または残留
物を取り除く水溜へと排水される。還流洗浄に関係する機械的作用がないため、機器が次
のバッチ処理（ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ ｂａｔｃｈ）の準備ができる前に、洗浄は数回繰
り返されなければならないかもしれない。
【０００４】
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　前述の還流式の商品の溶媒および洗浄方法は、欠点がないわけではない。従来の還流式
の溶媒洗浄プロセスには、機器が、ＣＩＰシステムに典型的な、スプレーボールおよび撹
拌または再循環のための追加の機器を使用することなく、依然として有効であることが必
要とされる。したがって、洗浄が徹底され完了したという保証はない。完全な汚れの除去
を保証するために、さらに繰り返す必要がある。溶媒の再循環および回収に関係するかな
りのエネルギーコストに加え、灰化および処理のコストがある。商品の溶媒に関係する可
燃性および揮発性に起因する安全性の問題も生じる。
【０００５】
　それ故、付随する欠点のない、有害な商品の溶媒の代わりとして、還流洗浄のプロセス
に使用することができる製剤が必要とされている。有害な商品の溶媒に取って代わって、
効果的に、薬剤を含む、化学的な製造機器から汚れを洗浄する能力を増強する溶解、洗浄
および湿潤の特性を有する製剤を達成するために、特定の溶媒の水溶性の配合物が組み合
わせられ得ることが分かった。このような製剤はまた、蒸気および液相の両方においてよ
く効く。これらの溶媒の配合物はまた、洗浄を増強し、溶媒のレベルを低下させる、界面
活性剤などの他の成分を含有する。保存の理由で、これらの溶媒の配合物または溶媒／界
面活性剤の配合物は、非水溶性の濃縮物として、または半水溶性の液体として調製され得
、これらすべては、使用前に水でさらに希釈され得る。
【０００６】
　本発明の製剤のための溶媒の選択は、限定されないが、高い蒸気圧、高い水蒸気密度、
中程度の沸点、低い所定の熱および低い蒸発熱などの特性に加え、衛生および安全性およ
び環境の要件を含む、特定の基準に基づく。溶解力および界面活性力（ｓｕｒｆａｃｔａ
ｎｃｙ）などの溶媒の特性はまた、製剤された配合物にあることが望ましい。これらの基
準に基づいて溶媒を選択することで、結果的に、還流洗浄のプロセスの時間、エネルギー
および有効性に良い影響を与える、従来の商品の還流溶媒以上の、優れた溶解、洗浄およ
び湿潤の特性を有する製剤がもたらされる。
【０００７】
　機器を製造するための溶剤型洗剤は、当該技術分野で知られている。例えば、米国特許
第５，８６６，５２３号は、定置洗浄（Ｃ－Ｉ－Ｐ）でなければならない、容器、大桶、
ドラム、タンク、配管および関連する機器から樹脂状物質を取り除くための方法および溶
媒を混合した組成物に関する。使用の方法は、とりわけ、撹拌、スプレー、振動、かき混
ぜ、ポンプ循環、または物理的接触を含む。開示される製剤は、２０－２２℃で使用され
７０℃まで使用される（沸騰はしない）。組成物は、かなり可燃性であり、還流式のシス
テムでの使用では実行可能ではない、メチルイソアミルケトンを含んでいる。
【０００８】
　米国特許第５，６９８，０４５号は、Ｎ－メチル－ピロリドン（ＮＭＰ）を含有してい
る液体を機器（反応器）に入れ、ＮＭＰを加熱して沸騰させることによって、配向される
、置くことによって、分解する（ｄｉｓｍａｎｔｌｉｎｇ）ことなく、化学プロセス用機
器を洗浄するための蒸気方法に関する。洗浄される主要な汚れは、スチレン包含ポリマー
、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ’ｓ）、ウレタン、エポキシ、ポリアクリル酸、ナイロンおよ
び炭素の蓄積、および分解する有機物からのタール膜（ｔａｒｒｙ ｆｉｌｍｓ）フィル
ムなどの、ポリマー残留物である。ＮＭＰは、単独で使用することができる（すなわち、
「純粋」）、あるいは別の溶媒、ガンマブチロラクトンと、またはＮＭＰよりも高い沸点
を有する油または溶媒と混合され得る。組成物は、水溶性ではない。
【０００９】
　米国特許第５，４２３，９１９号および第５，２５９，９９３号は両方とも、それぞれ
、１－１５重量％および１－２０重量％の量で、１つの成分として、既知の塗膜剥離剤で
ある２－ピロリドンを含む溶媒を含有している浸漬洗浄組成物を開示する。これら２つの
特許は、共通してピロリドン成分を有するが、’９１９の特許はまた、溶媒中にセラミッ
クス微粒子を必要とする。’９９３の特許は、１２０°Ｆ－１４０°Ｆの温度で使用され
得る、溶媒の配合物ではない、単一の溶媒の組成物に焦点を当て、起こるために清潔にす
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るために、洗浄のために基質の浸漬が生じる必要がある。
【００１０】
　Ｎ－メチル－２－ピロリドン（ＮＭＰ）はまた、「水希釈性」の組成物に関する、米国
特許第５，２３２，５１５号に開示される洗浄組成物の成分でもある。ＮＭＰに加えて、
グリコールエーテルエステルおよびＣ１－Ｃ８アルコールが含まれる。界面活性剤、防錆
剤および促進剤は、任意成分である。沸騰または還流の洗浄操作において、この組成物の
使用は言及されていない。
【００１１】
　米国特許第６，１８７，７１９号；第５，６７９，１７５号および第５，７１６，４５
７号は、非水性の「沸騰する（ｂｏｉｌｉｎｇ）」組成物に関するが、還流洗浄には関係
していない。開示される組成物は、溶剤（ｓｏｌｖａｔｉｎｇ ａｇｅｎｔｓ）と洗浄剤
（ｒｉｎｓｉｎｇ ａｇｅｎｔｓ）の両方を含む。どちらも還流タイプの操作では使用さ
れない。選択される溶剤は、約４０ｍｍ Ｈｇ以下の室温蒸気圧および１０以上の溶解力
がなければならない。溶剤は、２－ピロリドン、エーテル、アルコールおよびそれらの混
合物を含み得る。洗浄剤は、約８０－７６０ｍｍ Ｈｇの室温蒸気圧および約０．０５－
０．１５以下のオゾン破壊係数がなければならない。洗浄剤および溶剤は、一緒に混合さ
れないが、むしろ別々に使用される。実際は、これらは、互いに不混和性である必要があ
る。これらの溶媒和するおよび洗浄する組成物は、プリント回路基盤（ポリ塩化ビフェニ
ル（ＰＣＢ’ｓ））を洗浄するのに有用であると明示されている。生産工程は、基盤を、
第１に沸騰する組成物、すなわち、溶剤へと浸す工程；基盤を、沸騰する溶剤の上の蒸気
空間を通って、冷たい液体洗浄剤の容器へと移動させる工程；ボードを、洗浄剤上の蒸気
空間を通って移動させる工程；および乾燥させる工程を含む。
【００１２】
　本明細書に記載される水溶性の本発明の製剤は、以前に当該技術分野で知られていた製
剤以上に特有であり、化学的な製造機器の還流洗浄において、商品の溶媒に取って代わる
ものとして使用することができ、特に、薬剤を製造するのに使用される。製造業者の既存
の洗浄プロセスは、機器配置に関して変わらないままであり得る。本発明の製剤は、ＣＩ
Ｐ、ＣＯＰおよび用手洗浄などの、様々な洗浄方法で使用することができるという点で、
多目的であるが、真の利点は、本発明の組成物が、既存の機器ライン（ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ ｌｉｎｅ）を介して単純に還流されるため、さらなる専門的な洗浄の機器または手順
（例えばＣＩＰプロセスなど）が必要とされないということである。
【００１３】
　本発明の製剤は、気相と液相の両方において、および設備列を介する垂直と水平の運動
の両方において効果的に効く。本発明の製剤は、結果的に、従来の商品の還流式の溶媒よ
りも、還流洗浄のプロセスにおいて、より速い清掃時間およびサイクルのより少ない反復
につながる。それらはまた、従来の商品の還流式の溶媒よりも取り扱いがより安全で、よ
り環境に優しい。
【００１４】
　エネルギー必要量もまた、溶剤の再循環、回収、処分および灰化に関して減少される。
選択される成分が、生物分解性であり、全体的な環境規制に従っているため、処理費用は
完全に省かれ得るか、または最低でも、実質的に縮小され得る。最終的に、本発明の製剤
は、取り扱うのが安全で、非可燃性であるため、還流洗浄に使用される従来の商品の溶媒
に関係する衛生および安全性の問題は取り除かれる。
【００１５】
　本発明の製剤のための有用な適用は、化学的な及び製薬の製造機器および研究機器の還
流洗浄の他に、製剤が、取り除かれる特定の汚れ／残留物に有効である、他の洗浄の適用
も含む。
【００１６】
　それ故、化学的な又は製薬の製造プロセスにおいて残された、汚れおよび残留物を還流
で洗浄するのに従来使用された、商品の溶媒に取って代わるものとして使用され得る、洗
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浄剤を製剤することが本発明の目的である。
【００１７】
　本発明のさらなる目的は、それほど使用することができない及び設備列が変わらないま
まである必要がある、従来の商品の還流式の溶媒とは異なり、ＣＩＰ、ＣＯＰまたは用手
洗浄のプロセスにおいて使用することができるという点で、多目的である洗浄剤を提供す
ることである。
【００１８】
　さらに、本発明のさらなる目的は、従来の還流洗浄のプロセスに関係するエネルギーコ
ストおよびプロセスにおける必要とされる反復の数を減少させることである。
【００１９】
　またさらに、本発明のさらなる目的は、現在用いられている商品の溶媒に関係する衛生
および安全性の問題を減少させること、および適用可能な世界的な環境規制の基準および
衛生と安全性の要件を満たす生物分解性の製品を提供することである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の製剤は、有効であり、メタノールおよびアセトンなどの、従来の還流式の溶媒
よりも、速く洗浄する、すなわち、洗浄サイクルがより少ない、効率的な還流式の洗浄組
成物である。本発明の製剤はまた、環境に優しく、使用する、取り扱う及び保存するのが
より安全であり、処分またはリサイクルのコストがより少ない。
【００２１】
　本発明の洗浄組成物は、化学的な製造の設備列の還流洗浄に特に有用であり、ＣＩＰお
よびＣＯＰでの操作で及び用手洗浄でも使用され得る。しかしながら、真の利点は、還流
式の溶媒として使用されるそれらの能力によるものであり、（ＣＩＰまたはＣＯＰのシス
テムに必要とされるような）洗浄のためにさらなる機器は必要とされない。
【００２２】
　本発明の組成物は、化学的な製造機器の洗浄に有用である。本明細書で使用されるよう
に「化学的な製造（ｃｈｅｍｉｃａｌ ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ）」は、基本的な化
学薬品だけでなく薬剤、個人用品、天然物およびハーブ製品、食物および食品添加剤も含
む。
【００２３】
　本発明の製剤は、混合された溶媒のみを含む半水溶性の液体；混合された溶媒と界面活
性剤を含む半水溶性の液体；または溶媒と界面活性剤の非水溶性の濃縮した配合物を具体
化し得る。すべての実施形態は、使用前に水でさらに希釈され得る。ヒドロトロープ、緩
衝液、ビルダー、腐食抑制剤、再付着防止剤、洗浄可能な薬剤（ｒｉｎｓａｂｉｌｉｔｙ
 ａｇｅｎｔ）などの他の添加剤も、本発明の製剤の任意成分として含まれ得る。
【００２４】
　一般に、本発明の還流式の洗浄組成物は、（ａ）少なくとも２つの溶媒の配合物；（ｂ
）随意に、界面活性剤；および（ｃ）随意に、水を含み、ここで、溶媒は、以下の基準：
蒸気圧、蒸気密度、沸点、比熱および蒸発熱、に基づいて選択される。他の基準も考慮さ
れ得る。選択された成分はまた、環境に優しくなくてはならない。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明は、メタノールおよびアセトンなどの、還流洗浄の操作で使用される従来の商品
の溶媒に取って代わるものとして有用な、洗浄製剤に関し、その特徴は、洗浄プロセスが
より速く、安全で、コスト効率が良く、環境に優しいことである。本発明の製剤は、混合
された溶媒のみを含む半水溶性の液体製剤；混合された溶媒、および洗浄を増強し、溶媒
のレベルを低下させる他の添加剤および界面活性剤を含む、半水溶性の液体製剤；または
溶媒と界面活性剤の非水溶性の濃縮した配合物を含み得る。すべての場合において、本発
明の製剤は、使用前に水で希釈され得る、またはさらに希釈され得る。
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【００２６】
　一般に、本発明の製剤は、商品の溶媒と比較した時に、より優れた溶解力、洗浄および
湿潤の特性を有しているはずである。所望の特性を有する効果的な製剤の調製の鍵は、溶
媒の選択である。最終的な本発明の製剤の、結果として生じる洗浄および湿潤の特性に重
要であると考えられる溶媒の選択基準（特性）は、高い蒸気圧、高い蒸気密度、中程度の
沸点（１００－１５０℃）、低い比熱およびより低い蒸発熱などの特性を含む。（水と比
較されるような）低粘性および（水よりも低い）低い表面張力などの他の基準が考慮され
得る。沸点、蒸気圧および蒸気密度は、選択における重要な基準である。これらの基準に
もかかわらず、溶媒（すなわち、溶解力および界面活性力）の全体的な化学作用および安
全性および環境の問題は、溶媒の単一の特性または複数の特性よりも優先される。いかな
る場合も、混合物が製剤された後は、個々の特性が変わらない溶媒はない。
【００２７】
　指定された特性を有する溶媒の選択を介して、所望の特性を有する最終的な使用製剤が
達成され得る。一般的な説明によると、最終的な使用製剤の蒸気圧は、好ましくは、高く
密である。高い蒸気圧は、空間をより速く満たすため、空気の交換時期を減少させる。密
な蒸気は、周囲への蒸気損失を減少させ、洗浄を改善する。密な蒸気はまた、微粒子の除
去を促進する。
【００２８】
　製剤成分は、好ましくは、中程度の沸点（１００－１５０℃）を有し、中程度の沸点を
有する最終的な使用製剤に寄与する。より暖かい蒸気は、洗浄効率を向上させる。しかし
、より高い沸点によって、エネルギーコストが増加し、基板適合性の問題を引き起こすた
め、高沸点（＞１５０℃）は回避されるべきである。
【００２９】
　低い比熱を有する溶媒は、より少ないエネルギーの消費で、それらの沸点に達するため
、エネルギー消費量が減少される。より低い蒸発熱を有する溶媒も、蒸気を作り上げるの
に、それほどエネルギーを必要としない。これらの特性を有する溶媒の配合物は、結果的
に、蒸気を作り上げる又はその沸点に達するのにそれほどエネルギーを必要としない、最
終的な使用製剤をもたらすため、エネルギーコストを節約できる。
【００３０】
　さらに、水よりも低い粘度を有する溶媒は、設備列におけるクレバス（ｃｒｅｖｉｃｅ
ｓ）およびベンド（ｂｅｎｄｓ）のまわりを容易に動くため、微粒子の除去が促進される
。（水より低い）低い表面張力を有する溶媒は、界面活性剤と同じように洗浄する。故に
、低い表面張力および低い粘度を有する溶剤を混合することによって、最終的な使用製剤
における効率的な洗浄を促進する。
【００３１】
　選択される溶媒は、低い可燃性、低毒性、低い反応性、基板適合性および生分解性など
の、取り扱い、曝露および使用のための衛生および安全性の要件を満たすはずである。
【００３２】
　最終的に、上述されるように、溶媒の化学作用および配合物中の及び水との適合性は重
要である。
【００３３】
　推奨される選択基準のすべてを満たす単一の溶媒を見つけるのは難しい。溶媒は、すべ
ての基準を満たす必要はないが、むしろ、異なる特性を有する溶媒は、互いに、および界
面活性剤などの他の成分と相補的に使用することができる。溶媒は、配合物中の別の溶媒
の特性を変更または調節するために使用され得る。溶媒選択での目的は、従来の商品の溶
媒よりもより優れた溶解力、洗浄および湿潤の特性を有する最終的な使用の還流製剤を達
成することである。その目的は、組み合わせた時に、結果的に所望の洗浄および湿潤の特
性を達成する最終的な製剤をもたらす、特定の特性を有する溶媒の選択することによって
達成される。特定の個々の溶媒選択の特性は、洗浄条件、温度および濃度（希釈）に依存
するため、最終的な配合物中で測定可能ではない。



(7) JP 5939551 B2 2016.6.22

10

20

30

【００３４】
　本発明の製剤に有用な溶媒は、それらの特性のいくつかとともに、表１にリストされる
。メタノール、ＮＰＡおよびアセトンなどの商品溶媒もまた、水とともに、比較のために
含まれる。
【００３５】
　好ましくは、最終的な製剤において広範囲の基準を達成するために、２つ以上の溶媒が
混合されるべきである。一例として、蒸着速度は、空気と比較して、どれだけ早く蒸気が
表面を去るかの指標である。揮発性溶媒の蒸気（すなわち、低沸点）は、表面から急速に
蒸発しすぎ、洗浄のための十分な接触時間を与えない。しかしながら、この特性は、許容
可能な蒸着速度を有する製剤を達成するために、異なる沸点を有する溶媒を混合すること
によって最適化することができる。
【００３６】
　１つの実施形態において、界面活性剤、キレート剤および他の成分は、洗浄を増強し、
必要とされる溶媒の量を減少するために加えられ得る。これらの追加の成分は、それらの
低い起泡性および洗浄性の特性（界面活性剤）の他に、生分解性および環境上および安全
性の規制への順守にも基づいて選択される。
【００３７】
　本発明の製剤は、気相（還流のタイプなど）および液相の洗浄の両方に使用することが
できる。蒸気清浄は、洗浄蒸気の垂直移動によって生じ、一方で、液体洗浄は、洗浄液の
水平移動によって生じる。薬剤を含む、化学的な製造では、両方のタイプの洗浄（すなわ
ち、垂直および水平）は、様々な機器を洗浄するために利用され得る。
【００３８】
　洗浄プロセスにおいて、希釈された洗浄組成物は、反応容器またはタンクに入れられる
。希釈された洗浄組成物が加熱されると、不揮発性の成分は、液相に残り、残留物の大多
数が残される反応容器の洗浄を助ける。不揮発性の成分（界面活性剤、キレート剤および
他の成分）の様々な組み合わせは、液相洗浄を行い増強することができる。その結果、よ
り少ない溶媒で反応容器中の残留物が洗浄され、きれいな、蒸発した溶媒は、反応タンク
を除いた（ｂｅｙｏｎｄ）、パイプ、チューブ、容器、タンクおよび機器へと自由に外へ
移動することができる。その後、コンデンサーは、蒸気を冷却して液体を形成し、その液
体は、洗浄される他の表面に接触する。凝縮された蒸気は、それが安全に放出され得る反
応容器へと戻るように流れる。
【００３９】
　商品の溶媒よりも優れた溶解力、洗浄および湿潤の特性を有する本発明の製剤を調製す
る際に、上に議論されるように、いくつかの溶媒選択の基準が考慮された。表１は、本発
明の製剤で使用するために選択される溶媒に関する特徴（特性）の他に、水、メタノール
、ＮＰＡおよびアセトンの比較特性も示す。
【００４０】
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【表１】

【００４１】
　議論されるように、溶媒の配合物は、本発明の組成物の最終的な特性を最適化するため
に、所望の選択基準を有して使用される。溶媒は、それらの特性が、個々にまたは混合さ
れると、本発明の製剤の最終的な使用希釈のために所望される特徴に近くなるように選択
される。選択される溶媒に基づいて、最終的な製剤の特性が容易に予測され得る。しかし
ながら、最終的な製剤の特性は、変化し、洗浄条件、温度、および濃度（希釈）に依存す
るため、すべての特性を測定することは不可能であり得る。最終的な製剤が、水で５－１
０％まで希釈され得るため、最終的な特性はまた、希釈に使用される任意の水の量に依存
する。
【００４２】
　液体の沸点は、液体の蒸気圧が大気圧と等しい温度である。選択された溶媒の沸点は、
約１００℃乃至約３００℃、好ましくは約１２０℃乃至約２５０℃、および最も好ましく
は約１５０℃乃至約２２０℃の範囲にある。
【００４３】
　その「使用希釈」における最終的な混合された製剤の沸点は、約９０℃乃至約１２０℃
、好ましくは約９５℃乃至約１１０℃、および最も好ましくは約９８℃乃至約１０２℃の
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範囲にあり、これは、様々な沸点を有する溶媒を混合することによって達成され得る。
【００４４】
　選択された溶媒の引火点（°Ｆ）は、１４０°Ｆ乃至３００°Ｆ、好ましくは１５０°
Ｆ乃至２５０°Ｆ、および最も好ましくは１８０°Ｆ乃至２２０°Ｆの範囲にあるはずで
ある。また、溶媒の配合物は、引火点が、製剤の最終的な使用希釈のための好ましい範囲
内にあることを保証するために使用され得る。
【００４５】
　蒸着速度は沸点に対して逆相関を有している、すなわち、沸点がより高くなると、蒸発
の速度はより遅くなる。高い蒸着速度を有する溶媒は、容易に蒸気を形成する。＞３（Ｂ
ｕＡｃ＝１）の蒸着速度は速いと考えられ、０．８乃至３．０は中間速度であり、＜０．
８は、遅い（水＝０．３）と考えられる。選択された溶媒は、０．０４乃至１．０、好ま
しくは０．１乃至０．８、および最も好ましくは０．２乃至０．５の範囲の蒸着速度を有
する。
【００４６】
　蒸気圧（ｍｍＨｇ＠２５℃）は、蒸気を形成する液体の性質である。蒸気圧は、温度と
ともに非線形的に上昇する。選択された溶媒の蒸気圧（ｍｍＨｇ＠２５℃）は、０．５乃
至４．０ｍｍＨｇ（２５℃）の範囲、好ましくは０．８乃至３．８ｍｍＨｇ（２５℃）の
範囲、および最も好ましくは０．９乃至３．５ｍｍＨｇ（２５℃）の範囲にあるはずであ
る。
【００４７】
　蒸発熱（ｊ／ｇ＠ＢＰ）は、蒸気を形成するためにその沸点に１グラムの液体に吸収さ
れた熱である。より低い蒸発熱を有する溶媒も、蒸気を作り上げるのに、それほどエネル
ギーを必要としない。選択された溶媒の蒸発熱（ｊ／ｇ＠ＢＰ）は、１００乃至３８０（
ｊ／ｇ＠ＢＰ）、好ましくは１５０乃至３５０（ｊ／ｇ＠ＢＰ）、および最も好ましくは
２５０乃至３２０（ｊ／ｇ＠ＢＰ）の範囲にあるはずである。
【００４８】
　蒸気密度は、空気（空気＝１）と比較した蒸気のモル重量である。蒸気密度は、周囲空
気への蒸気の損出を減少させるため、蒸気の洗浄効率を改善する。選択された溶媒の蒸気
密度は、３．０乃至９．０、好ましくは４．０乃至８．０、および最も好ましくは５．０
乃至６．０の範囲にある。
【００４９】
　比熱は、液体の温度を１度上げるのに必要なエネルギーである。比熱は、溶媒の固有の
化学作用および結合構造に関連する。選択された溶媒の２５℃での比熱（ｊ／ｇ／℃）は
、０．１乃至２．５の範囲、好ましくは０．１５乃至１．８の範囲、および最も好ましく
は０．１６乃至１．５の範囲にある。
【００５０】
　溶媒の選択基準値のいくつかが、温度と圧力によって変化し得ることを留意することは
重要である。これらの変化は、必ずしも線形（ｌｉｎｅａｒ）ではない。したがって、表
１における基準は、溶媒選択のための一般的な手引きとして見られるべきである。
【００５１】
　コストは、選択の際の１つの因子であるが、本発明の製剤が、より速い洗浄を達成し、
効果的に効かせるためにそれほど製品を必要としないため、原動となる基準ではない。
【００５２】
　他の基準も考慮され得る。表面張力によって、汚れは、溶媒の配合物中に溶解すること
が可能である。これらの値は、洗浄の最適化をための水よりもはるかに小さいはずである
。選択された溶媒の表面張力（ｄｙｎｅ／ｃｍ）は、約１５と４０（ｄｙｎｅ／ｃｍ）の
間の範囲である。選択された溶媒の比重（ｇ／ｃｃ）は、典型的に、約０．９乃至約１．
０（ｇ／ｃｃ）の範囲にある。低粘性を有する溶媒は、流れに抵抗せず、効率的な洗浄の
ために機器におけるベンドのまわりをより速く動くため、好ましい。好ましい粘度（ｃｐ
ｓ）範囲は、約１．０乃至約３．５（ｃｐｓ）である。
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【００５３】
　前述の基準はすべて、還流式の組成物にとって適切な溶媒を選択するのに有用である。
還流洗浄にとって有効且つ効率的となる特性を有するバランスのとれた製剤を作り出すた
めに、様々なカテゴリーの溶媒の配合物（極性プロトン性または極性非プロトン性）およ
び化学作用が利用され得、実際にそれが好ましい。上記の基準のうち、沸点および蒸気密
度は、混合された溶媒の還流式の組成物へと製剤する溶媒を選択するのに最も重要である
。また、環境配慮と安全要因も重要である。
【００５４】
　明白なように、多くの潜在的な選択基準の組み合わせが、表１に基づいて作られ得る。
しかしながら、本発明の製剤の鍵は、最終的な製剤が、トータルで、商品の溶媒よりも優
れた溶解および湿潤の特性を有することである。重要な「最終用途」の特性は、重要な溶
媒選択の基準でもある、沸点および蒸気圧である。最終用途の特性は、溶媒選択の基準に
依存し、希釈によって予測され得る。あらゆる個々の溶媒の沸点が、混合によって変更さ
れ得るが、選択された溶媒はまた、中程度の沸点（１００－１５０℃）を有するはずであ
る。
【００５５】
　本発明の組成物のための所望の結果は、ＶＯＣ規制の順守および地表放電（ｇｒｏｕｎ
ｄ ｄｉｓｃｈａｒｇｅ）、保存、取り扱いおよび輸送なその安全性の問題への取り組み
などの、環境的恩恵である。第２の目的は、主に、商品の溶媒（メタノールおよびアセト
ン）と本発明の製剤との間の違いのために達成される、洗浄効率および汎用性である。本
発明の製剤は、推奨された基準を有する様々な溶媒の混合を介して増強された還流洗浄を
提供する特性を有する。
【００５６】
　推奨された溶媒が、安全に（高い引火点）商品の溶媒よりも高い温度まで加熱され得る
ため、改善された洗浄性能が達成される。より高い沸点は、より高い蒸気圧およびより低
い蒸着速度をもたらす。エネルギー必要量は、低い比熱、低い蒸発熱および高い蒸気密度
を有する溶媒を選択することによって減少される。化合物の化学的分類による又は極性の
タイプによるなどの様々な化学作用による溶媒の混合はまた、洗浄プロセスを増強し得る
。
【００５７】
　界面活性剤およびヒドロトロープも、洗浄を増強するために、および必要とされる溶媒
の量を減らすために、本発明の製剤に使用され得るため、コストが減少する。有用な界面
活性剤は、陰イオン性、非イオン性および両性の界面活性剤を含み、当業者に周知である
。具体的には、有用な界面活性剤は、アルコールエトキシレート、ＥＯ／ＰＯブロックコ
ポリマー、スルフォナート、リン酸エステル、アルカノアート、アミンオキシド、アルキ
ルポリグルコシド、オクチルジプロピオナート、およびそれらの混合物を含む。本発明の
製剤に使用するための界面活性剤を選択するために使用される基準は、溶媒との適合性、
安定性、低度から中程度の起泡性、優れた洗浄性、配合物の沸騰温度に抵抗する能力、生
分解性（ＥＵ６４８）およびＲｅａｃｈ規制の順守を含む。界面活性剤は、最終的な製剤
の総重量に基づいて、約０乃至約２０重量％の範囲の量で、本発明の製剤中に存在し得る
。
【００５８】
　本発明の製剤はまた、ナトリウムメチルグリシンジアセチン酸（ＭＧＤＡ）、アスパラ
ギン酸、グルコン酸ナトリウム、およびエチレンジアミンジスクシナート（ＥＤＤＳ）な
どの、キレート剤または金属イオン封鎖剤；乳酸エチル、酢酸ナトリウム、水酸化ナトリ
ウム、または水酸化カリウムなどの、酸性および塩基性の緩衝液；ホウ酸およびリン酸の
エステルなどの、腐食抑制剤；ビルダー；およびアクリル酸ポリマーまたはコポリマーな
どの、再付着防止剤および洗浄可能な薬剤を含む。
【００５９】
　本発明の製剤は、半水溶性の溶媒配合物；半水溶性および界面活性の配合物；または非
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水溶性の溶媒配合物の濃縮物として調製される。すべての例において、本発明の製剤は、
水でさらに希釈される。含水量は約９０％までの範囲であり得るが、最終的な使用中の還
流洗浄の組成物の含水量は、約０乃至約８０％の範囲である。
【００６０】
　本発明の製剤は、種々様々の洗浄の適用および方法に使用され得る。表２は、他の溶媒
によって前に洗浄された、熟慮される汚れのタイプを示すが、本発明の製剤が有効である
、適用または汚れを決して網羅しているわけではい。
【００６１】
【表２】

【実施例】
【００６２】
実施例１
　以下の製剤（それらすべては本発明の範囲内にある）を調製した。多くの成分が複数の
製造業者から入手可能であるために、特定成分に関してリストされた商品名は、例示にす
ぎない。
【００６３】
【表３】

【００６４】
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【表４】

【００６５】
【表５】

【００６６】
【表６】
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【００６７】
【表７】

【００６８】

【表８】

【００６９】
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【表９】

【００７０】
【表１０】

【００７１】
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【表１１】

【００７２】

【表１２】

【００７３】
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【表１３】

【００７４】
【表１４】

【００７５】
【表１５】

【００７６】
【表１６】

【００７７】
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【表１７】

【００７８】
実施例２　－　洗浄評価
　セットアップ － 製造環境において還流式のクリーナーの使用をシミュレートするため
に、還流装置を、十分な水および電源接続部を備えたフード下でセットアップした。各々
が様々な本発明の製剤を含む煮沸フラスコを、加熱マントル（ｈｅａｔｉｎｇ ｍａｎｔ
ｅｌ）を使用して加熱した。ソックスレー（ｓｏｘｈｌｅｔ）を、上に置き、フラスコに
付けた。２”ｘ４”のステンレス鋼のクーポン（ｃｏｕｐｏｎｓ）を、表１６に確認され
るように、乾燥した薬学的な汚れとともに、ソックスレーに入れるか、または金属線によ
ってソックスレー中に懸濁した。冷たい流水に付けられたコンデンサ管は、洗浄製剤から
生じた蒸気を凝縮し、凝縮した蒸気を、汚れたクーポンが入れられたソックスレーに集め
た。
【００７９】
　汚れ － 多くの潜在的な汚れにより、わずかな本発明の製剤だけが、洗浄性能のために
スクリーニングされた。対照、メタノールは、比較としてのすべて土に関して使用しなな
かった。メタノールは、十分に効果があり、大多数の土を完全に取り除くことができるが
、付随する欠点を伴うことが想定される。
【００８０】
　洗浄手順において、本発明の製剤の各々の５重量％の希釈を使用した。この希釈の活性
は、１００パーセントの洗浄またはウォーターブレークフリー（ｗａｔｅｒ ｂｒｅａｋ 
ｆｒｅｅ）（ＷＢＦ）ウォーターブレークのために最適化されなかった。還流洗浄の時間
は２０－３０分であった。クーポンを、６０秒間、環境用の水道水ですすいだ。洗浄の結
果は、取り除かれた汚れの割合として、表１８に明記される。
【００８１】
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【表１８】

【００８２】
　上記の評価は、沸点まで加熱した後に、本発明に従って製剤された洗浄洗剤が、溶剤洗
浄液揮発成分（溶媒および水）の蒸気をもたらしたことを示した。希釈された洗浄組成物
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中の主成分が水であったため、洗浄希釈の沸点は、水の沸点（１００℃）に近かった。結
果は、本発明の製剤が、ほとんどの場合において、商品の溶媒、メタノールと同じ又はそ
れ以上の効果を有したことを示した。
【００８３】
　製剤の不揮発性の成分（界面活性剤、キレート剤、緩衝液）は、実際には、大多数の残
留物がある反応容器の液相の洗浄に寄与することが予想されるであろう。不揮発性の成分
は、他の機器に移動することが予想されるであろう。不揮発性の成分は、すすぎの工程の
前に安全に放出され得、施設の設計によって、凝縮した蒸気が反応容器に戻ると、内容物
のすべては、廃棄用の水溜へと放出され得る。
【００８４】
　特許制定法に従って、最良の様式および好ましい実施形態が明記され、本発明の範囲は
それに限定されず、むしろ、付属の請求項の範囲によって限定される。
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